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Abstract (en)
[origin: US4763187A] A device and method for formation of images with flat video screens by a line- and column-addressed point matrix. Field point
matrix uses field emission micro tips as fluorescent screen portions being connected in columns. An electric field is applied between each tip and
the fluorescent screen portion corresponding thereto, such that the respective tip emits electrons and a light spot is formed on the video screen, the
intensity of which depends upon the applied voltage for attracting electrons. Emission from other tips is blocked by applying a negative voltage to the
other columns. Thus, by successive switchings, successive luminous spots are formed on the video screen as desired.

Abstract (fr)
Le procédé de l'invention consiste à utiliser comme source d'électrons des micropointes à émission de champ (1A1 - 1B1 - 1C1...); à connecter,
d'une part, ces pointes en lignes, et d'autre part, des écrans fluorescents en colonnes (2A, 2B, 2C...); à appliquer un champ électrique,
successivement, entre chacune des pointes et l'écran qui lui correspond de façon que la pointe en question émette des électrons et forme
sur l'écran un point lumineux dont l'intensité dépend de la tension d'extraction des électrons appliquée; et à bloquer simultanément toutes les
autres pointes, en appliquant une tension négative sur les autres colonnes non impliquées dans l'émission des électrons; et ainsi de suite par
commutations successives pour obtenir la formation sur l'écran des points lumineux successifs correspondant à ceux de la matrice.
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